
2018-2024年中国半导体晶

圆清洗设备产业深度调研与投资战略分析报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制
www.abaogao.com

http://www.abaogao.com
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二、说明、目录、图表目录

        近年来，我国半导体专用设备销量稳步增长，增速显著快于全球水平。全球及我国半导

体专用设备销售情况       我国半导体设备销售增速近年有所减缓，主要是由于晶圆环节设备要

求较高，我国目前仍难以介入。前期辅助设备部分替换后，继续提升国产化水平难度上升。

       我国封测企业近年来发展势头良好，长电科技、华天科技、通富微电等内资企业均已跻身

全球前十，为我国封测设备的国产化替代打下了良好基础。据了解，我国封测设备，尤其是

测试设备，在技术指标上已基本接近全球领先水平，有望借半导体行业大发展契机，迅速拓

展市场，增长前景可观。

       晶圆制程设备以往封装形式中，基板是沟通芯片和PCB的桥梁。基板中有较多金属线。目

前其间距缩小已达极限。第五代封装技术FOWLP不采用基板，而是通过RDL重布线方式构

建I/O，需要采用微影技术（类似晶圆制程），要用到晶圆制程设备。FOWLP演进过程

       智研数据研究中心发布的《2018-2024年中国半导体晶圆清洗设备产业深度调研与投资战略

分析报告》共十四章。首先介绍了中国半导体晶圆清洗设备行业市场发展环境、 半导体晶圆

清洗设备整体运行态势等，接着分析了中国 半导体晶圆清洗设备行业市场运行的现状，然后

介绍了 半导体晶圆清洗设备市场竞争格局。随后，报告对 半导体晶圆清洗设备做了重点企业

经营状况分析，最后分析了中国 半导体晶圆清洗设备行业发展趋势与投资预测。您若想对 半

导体晶圆清洗设备产业有个系统的了解或者想投资中国 半导体晶圆清洗设备行业，本报告是

您不可或缺的重要工具。

      本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数

据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市

场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据

主要来自于各类市场监测数据库。 
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除非常有效，同时与精细薄膜，光阻和大部分结构材料可兼容&mdash;在许多应用中成为

了IPA，NMP和其它传统溶剂的安全，可持续发展的, 高性能替代产品。

例如，Novec流体对残留的含氟聚合物残具有优良的溶解性，可帮助有效去除MEMS和硅通孔

（TSV）中的Bosch蚀刻所产生的颗粒。当和其它溶剂混合时，NOVEC流体可以有效地去除

在铜/低介电常数设备中常见的对水敏感的基材上的光阻。Bosch蚀刻工艺流程示意图
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保晶圆的高清洗效率，特别是在3D晶圆清洗中。
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